Reivindicaciones

1. Material que incluye un sustrato transparente en una superficie en el cual se
deposita una superposicion de capas que incluyen n capas funcionales
metélicas a base de plata y n+1 conjuntos dieléctricos de capas, siendo n
igual o superior a 3; cada capa funcional metélica a base de plata se dispone
entre dos conjuntos dieléctricos de capas; el citado material se caracteriza
por el hecho de que el conjunto dieléctrico de capas situado por debajo de la
primera capa funcional metdlica, a base de plata partiendo del sustrato, y que
el conjunto dieléctrico de capas situado por encima de la dltima capa
funcional metalica, a base de plata partiendo del sustrato,

- incluyen cada uno una capa con alto indice de refraccién, siendo el
valor de dicho indice igual o superior a 2,15 en funcién de la longitud
de onda de 550 nm;

- el valor del indice de refraccion de una de las citadas capas con alto
indice es igual o superior a 2,40 en funcion de la longitud de onda 550
nm;y

- el valor de la relacion entre el espesor 6ptico de cada una de las
mencionadas capas con alto indice de refraccion y el espesor Optico
del conjunto dieléctrico de capas que las contiene esta comprendido
entre 0,25y 0,55; y

- en donde el espesor Optico esta definido por la relaciébn Eo = n*E
donde n es el indice de refraccion de la capa y E su espesor fisico real

0 geomeétrico.



2. Material, conforme a la reivindicacioén 1, de modo que los espesores 6pticos
de cada una de las citadas capas con alto indice de refraccion estan

comprendidos entre 10 nmy 70 nm.

3. Material, conforme la reivindicacion 1, de modo que los espesores Opticos de
cada una de las citadas capas con alto indice de refraccibn estan

comprendidos entre 20nm y 50nm.

4. Material, conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3, de modo que el
espesor optico del conjunto dieléctrico de capas situado por encima de la
altima capa funcional metalica, a base de plata partiendo del sustrato, es
inferior o igual al espesor 6ptico del conjunto dieléctrico de capas situado por
debajo de la primera capa funcional metalica, a base de plata partiendo del

sustrato.

5. Material, conforme a la reivindicacién 4, de modo que el espesor Optico del
conjunto dieléctrico de capas situado por encima de la Ultima capa funcional
metalica, a base de plata partiendo del sustrato, esta comprendido entre 20
nmy 50 nm, y que el espesor éptico del conjunto dieléctrico de capas situado
por debajo de la primera capa funcional metalica, a base de plata partiendo

del sustrato, esta comprendido entre 50 nmy 100 nm.



6. Material, conforme la reivindicacion 4, de modo que el espesor Optico del
conjunto dieléctrico de capas situado por encima de la Ultima capa funcional
metdlica, a base de plata partiendo del sustrato, estd comprendido entre
30nm y 40 nm, y que el espesor oOptico del conjunto dieléctrico de capas
situado por debajo de la primera capa funcional metélica, a base de plata

partiendo de sustrato, estd comprendido entre 55 nmy 75 nm.

7. Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, de modo que
el espesor 6ptico del conjunto dieléctrico de capas situado por debajo de la
primera capa funcional a base de plata es inferior a los espesores Opticos de
cada uno de los conjuntos dieléctricos de capas situados entre la primera y

la Gltima capa funcional metélica a base de plata.

8. Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, de modo que
el espesor optico de cada uno de los conjuntos dieléctricos de capas situados
entre la primera y la ultima capa funcional metalica a base de plata se

encuentra entre 100 nm 'y 200 nm.

9. Material, conforme a cualquier de las reivindicaciones 1 a 7, de modo que el
espesor optico de cada uno de los conjuntos dieléctricos de capas situados
entre la primera y la ultima capa funcional metédlica a base de plata se

encuentra entre 150 nmy 180 nm.



10. Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, de modo que

el valor del coeficiente de absorcidn de las capas con alto indice de refraccidon

a 550 nm es inferior o igual a 0,02.

11.Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, de modo que

cada conjunto dieléctrico de capas situado entre la primera y la ultima capa
funcional metdlica, a base de plata partiendo del sustrato, no incluye una
capa con alto indice de refraccion; el valor del indice de refraccién a 550 nm

es igual o superior a 2,15.

12. Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, de modo que

13.

las capas con alto indice de refraccion son a base de compuestos elegidos

entre TiO,, MnO, WO3, NiO, ZnTiO4, Nb,Os, BaTiO3, BioO3 SiZrN.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, de modo que
la capa con alto indice de refraccion incluida en el conjunto dieléctrico de
capas situado por debajo de la primera capa funcional metélica a base de
plata esta compuesta a base de 6xido de titanio, y la capa con alto indice de
refraccion incluida en el conjunto dieléctrico de capas situado por encima de
la ultima capa funcional a partir del sustrato estad compuesta a base de nitruro

de silicio y zirconio.



14.

15.

16.

17.

18.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, de modo que
el espesor de cada capa funcional metélica a base de plata es superior al
espesor de la capa funcional a base de plata que la precede a partir del

sustrato.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, de modo que
el espesor éptico de cada una de las capas funcionales metalicas a base de

plata estd comprendido entre 6 nmy 20 nm.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, de modo que
la superposicién de capas incluye ademas una capa de bloqueo dispuesta

por encima y en contacto con una capa funcional metélica a base de plata.

Material, conforme la reivindicacion 16 en donde la capa o capas de bloqueo
son una capa metélica a base de metales o aleaciones elegidas entre Ti y

NiCr.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, de modo que
la superposicién de capas incluye ademas una capa de contacto inferior
dispuesta por debajo y en contacto con una capa funcional metalica a base
de plata. La capa o capas mencionadas de contacto inferior son a base de
Oxidos elegidos entre 6xidos de zinc, 6xidos de niquel, 6xidos de magnesio,
Oxidos mixtos de zinc y estafio, 6xidos mixtos de zinc y magnesio, 6xidos

mixtos de zinc y titanio.



19.

20.

21.

Material, conforme a la reivindicacion 18, de modo que una capa de
terminacion se dispone por debajo y en contacto con una capa de contacto
inferior a base de 6xido de zinc; la capa o capas mencionadas de terminacion

son a base de 6xido de zinc y estafio.

Material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, de modo que

el sustrato transparente es una lamina de vidrio.

Cristal que incluye un material, conforme a cualquiera de las reivindicaciones

1a20.



